
Geneigte Rotierende Plasmaunterstützte Chemische
Abscheidung Pecvd-Rohrofenmaschine
Artikelnummer: KT-PED

Einführung

Die PECVD-Beschichtungsanlage von KINTEK
liefert präzise Dünnschichten bei niedrigen
Temperaturen für LEDs, Solarzellen und MEMS.
Anpassbare, leistungsstarke Lösungen.

Mehr erfahren

Probenhalter

Größe 1-6 Zoll

Rotationsgeschwindigkeit 0-20rpm einstellbar

Temperatur der Heizung ≤800℃

Regelgenauigkeit ±0,5℃ SHIMADEN PID-Regler

Gasspülung

Durchflussmesser MASSE-DURCHFLUSSMESSER-REGLER (MFC)

Kanäle 4 Kanäle

Methode der Kühlung Wasserumlaufkühlung

Vakuumkammer

Größe der Kammer Φ500mm X 550mm

Beobachtungsöffnung Vollsichtöffnung mit Ablenkplatte

Material der Kammer 316 rostfreier Stahl

Tür-Typ Nach vorne offene Tür

Material des Deckels 304 rostfreier Stahl

Anschluss für Vakuumpumpe CF200-Flansch

Anschluss für Gaseinlass φ6 VCR-Anschluss

Plasma-Leistung

Leistung der Quelle DC-Strom oder RF-Strom

Kopplungsmodus Induktiv gekoppelt oder plattenkapazitiv

Ausgangsleistung 500W-1000W

Bias-Leistung 500v

Vakuumpumpe

Vor-Pumpe 15L/S Flügelzellen-Vakuumpumpe

Anschluss Turbopumpe CF150/CF200 620L/S-1600L/S

Entlastungsanschluss KF25

Drehzahl der Pumpe Flügelzellenpumpe:15L/s, Turbopumpe:1200l/s或1600l/s

Vakuumgrad ≤5×10-5Pa

Vakuum-Sensor Ionisation/Widerstandsvakuummeter/Filmmeter

Anlage Elektrische Versorgung AC 220V /380 50Hz
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Nennleistung 5kW

Abmessungen 900mm X 820mm X870mm

Gewicht 200kg
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